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PrOfunGsantrao gem. I 44 PatG est gestaitt 

Masfca und Varfahran zum Ballchtan von fiaxographiaohen Pfattan 

@ DIa Erfindung baziaht tleh auf Mm Maaioa (8) turn 
BoUchtan f)exognph}Bohar Planam dta nabao dam Unaran 
Standardblld mlt dvohfistlean und undurohlSatfflan 
ohan UohtmodlffziarBr (9) falatfy zu dan durchlisilgan und 
undtirchliatlflen Flichan iufwafn, urn dla Baliohnina der 
flexographlMhan Phtta (1) zu madHiiiafan, to daA Varxar- 
rungsaffskta kompandart wardan. dta aufgnind von Ann^ 
' hBnjns««fr«kTan odar aufflivnd kWnsr bolfortar Struktunla- 
msnta antstahan kdnnen. Weharhin wird am dinb^xOatt' 
chat Varfahran vorgascMagan. 
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B«cli:«ibun, jtf Waj neben dem Stnifaurtlement eine habere opti- 

. DicErfinduBgberiehtskh^ufdenDnickkereichund «rinS>«ln^SilSf.'' ^ 

%^iriS«S*S;rPpfi«A«.». .K.^ • • 3a dneDraufiidii der Masks, die eineAnnahe- 

i^^L^iTT ^ besteht dana erne ver- ningjkofTektur danteUt; 

S^SSSJSS?.!^ "^^ milder InRg. 3ad««e*ieUtei,Maske;.J3r* 

nefpLrn^A^^^^ffi sJlX die BcwlHcen e^er UC^pf^ ve^eo- 

" D£"e Aufgabe wd d«„* .iae Maslcc bzw. ein V«. beSXe'SxS^gSi^D^Xu"^ inT^JS 

SS.^«KGe.™M '^f?'''^"^ Schieht ?^ die SchXeiS'^ct- 

gestalmi^en find Geg«mnd von Uater*nsprCcbea. zuof wie die Schicht I iufweiscakam) und emer TrS 
wrt luerbd cine M«ke mit du«hia«i- g«ihicht3 IBr eine erhSEorS^E Kc 

reladv zu diesen durehochtigen und «n- » lucheBeMeiallschkhtseaDieMatttlwirddu^^ 

S^tSS^— «T S'^<^'^ WW nichtpereflelgerkhleto S^i^Snde" 

?an^L^Sf'**T^'"*°'"^^*'^'*"'^'^«^ « Iel««ichtete5LichterforierUch.FQrbeneLBistunS- 
<r,^ir™ V • Venerrunsseffekte zu kompen. riehdjch verichiedenef Berefcbe in dem Bild K H^ 

nenSi??oSS5S"ti^ vorbebungen bzw. helle Bereiche und Schatten)^ 

Sd^r A„nST!,?^» u^?^'''""'* beiTrennungs- vcncWedene Beficbtungsmengen erforderlidt Traditio. 

S.^^^^vSS!^^^n't^^ A w ^ neUwurdediesejdurchVerdikelnbrw.Abdeckender 

K,« - S*l T^*".i'*^^ » BerdcheifOrdiewenigerLichterfonJerMi$t,furcincn 

k5Men_numnehr durcb das TeU der Belichtung^dt uat£r V rwendmrebeT^ 

ngienweraen. der Auflagedtuer d« undurchakshtigen Gegenitands 6 

,„~fiIl'IIIIl?S*'^*^**r!f "2^*^^^^ « lit Jedoch eine bctrtotaUcheErfahruDgerforderljcb. 

urelementtD kOnnen durch du Eizeugen einer Belkib. Bel einen bevorzugten AualOhruLbSiel 3« 
tungunodiflaerung in Form ernes Rings urn das Struk- Lidionodifiaerer % der in diesem M eis Lichidamp. 
turelement herum insofem korrigien werden. aJs daS fuDgseleznent odcr ein Ucht teUweise absorbierenda 
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ses Modifmeninjselements 9 winl vJ»Lb«;<*n.T ^ *?* beupjelsweise Usenaark (von Gnpbits Tech- 

runs. For einc «en4ue« B^SSg'^^L^'^d" ^SfJ^Hi^ 1" PhotDpeljaner I in Berelchen 

bares Programn, das^als PROLTlHaD (SfllSt EbSfa mS*^ l^llf^r^'''*' 

for diesen Zwedc vem«ndct werden. D« <fle DteD^ d^M^S^tS^, Duich da« Erz«ugen do in Fig, 2 in 
funs bzw. Bdkhningsmodlflneniiw mvor b««*!« ^ Maakenschidii S puitaiert gezeigteo Lchtmodifi. 

SeUchtuiv keine wdtere gS^ « SS^S^ekTXd.'^ ^t*" 

tnehr erford«rijch. Damlt wird das •Zu««kffl^S ^IkZ!! 2^*^ Dmckaebe bm -pUtten mit emer 

wendistwerden. ^ua *xr ""asKe 3 aufjenomnien w und die insbesondere wifk- 

Wenn der Maskenfilm 5 konveanWu hereesieUt kt « ^.^^"I^^S eme Xombinacion tnh dem Lichnaodifi- 

bel HaJbtonarbeit erforderBcb -mT^^i^Ttb^r 3?fJ?ll5^n ST^ ^."^ f'^^ 
veraaderlichen jDtaDfunB (GnuAi^^^,,!7^J^I Aberratwa die beun Belicbten voa Photopolyme- 

llbcrtragen ist Die teLlsdb« uSS^^^'S 3. meZt{^^Jrf''A^'^ Dn«kplatre« 
geradB bevor. wenn thennische Schichwn ve™^ "^'*^'fJ:™Arofc^ 

durch WSnne alt duieh Licht aktMert K-fll ""•"PfJ 1 . rnltyahr 1996, enchienea Dicse Ef- 
der verfflgbar^ tSchS sS^^hA^f ^'"e'^nnendmtiheinfiffeniKcbvtrfilghafesSo^^^ 

den. bJeten eine groBe SchSrfs uod doe var&le IW ES«ffetSrii?'n^ die B^echnung von An- 
fung. D« ProdBkt von Kodak wird unter^ 5J^"™««»^ be' A^ographische. Flatten nHu- 

kanntBdbddenTOndSs«P^n!^v^^ ^«B>H^3attBd3bdargestellLlnRff.3aiindSlniktur. 

Oder UV-Strahlung. die zum Beljchten der PtotonS « Mr^ Sirukmdement 

merscbichl a«f (to^flexographiS Watte fi^S " • " " ™ ohirfercn 

von lmaoondieeptitcheDiditederSchichtinemen w WOrde ^ jSiaKm 4 sf LHS^^^^ 
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zu dtopf en biw. zu modifizierca wenn cine kcndnuicx- 
Lchc Grausk&la nicht gewOnscht oder nicht m6glidh ist 
Zum Bdspid bevirkt cine Pseudo-ZufaUsstreuung cin- 
zdncr Piacelpunkte 14 auf den Maskca die dncn isoHer- 
len freien Bereich 12 umgeben, einc Gesamilichtdanip- 
fang, ohnc die dnzcben Pimkte 14 jedoch wiederruge- 
ben. Dieses Vcrfahrcn \sx zwar weniger vGnscheDSwert, 
da die Punkte sehr kkin sein mflteen, typischerweisc 
unter 10 Mikrometcr licgen mflsseit und nur ichr hoch- 
auflflsend abbildcnde Eiarichiungeo verwcndet werdcn 
kdnnen. Dieses Verfahren wird jcdoch verwcndc^ wcnn 
die Schicht 5 fCir €inc Grauskala nlchi geeignet ist. z, B. 
thermische Schichten, vie Lasennark oder Polaroid's 
HcKo8 (von Polaroid Graphk Imagiog, Waltham). Die- 
ser Lichtmodifiderer 9 b Form der POnktchcn 14 urn 
den Punkt 12 herum wird In der Schicht S durch das 
Ajidem der opdschen Dichtc der Maskc 5 enrwedcr 
direfct auf der flexographltchen PJatie oder getrennt 
durch Einstellen der Lasercnergje wihread der Belich- 
rung bei vcrschiedenea Zafallsstellen to der Form von 
Pixelpunkien 14 oder einem ttnBchen Stnikturelement 
auf der MaskenschichtS erzeugL 

Die Bilderxeugung bei dner Photopolyme^Flexog^a' 
phic-Plattc auf ciner konveniionellBn Lithographie- 
Druckprcssc mit einem extemen Trommelrekorder 
weist als ersten Schn'tt das Hcrstellcn der Maske 5 auf. 
Die Korrckiuren fOr die vcrschicdenen VcrTerrungen 
brw, St6ningen, die b dem Bild erwanet werden, wer- 
den entweder per Hand oder mit litbographiBdier Simu- 
laiionssoftwarc modellien. Das Bild mit den Koirektu- 
ren fOr die Vcrzemingca wird in digitale Information 
flbertragen, und die digitale Information wird bei cmem 
konvcntionellcn Plancnsctter vcrwendct, um die Bc- 
lichiung mittels Laserdioden, die die Maake abbiMen, zu 



uohcnen, fcmcn Struktunnerkmale B. Bezugzeichcn 
12 in Fig, 4) m dem geschwSrzten Bereich (d L urn die 
sclunalen dunklcn Bereiche auf dcx Schicht, die die 
n^cfafidriickendcn Bereiche auf der Plane aushDden) 
5 wurde cm Ring mit einer rcduzierten optlschen Dichte 
belasscn, imd zwar durch das Bclassen eines Rings mit 
erner Breiic von ctwa 1 mm und ciner UV-Dichte vod 
eftva (U die aum Rand des Rings hin auf 0,1 abnimmt 
Dies wurde dunjfa das Beliohten der Schicht mit 400 
10 mj/cma bis zum Rand des Rings auf 300 mj/cm^ ansici- 
gtnd er2aelt (auf dicaer Schicht gilt, je h5hcr die BeUch* 
ning, dcsto geringcr die nichtei BiUer, die Text, Unien 
und Raster bs 2u 150 dpi enthaltca wurden unicr Ver- 
vendung dieses Vetf ahrens eiieugt- Die Platte 1 wurde 
15 m einer konveniionellen An und Wcise cotwickek Die 
Auftesung fiberschiitt somit das, was ofane den Uchtmo- 
difoierer S brw, 14 cndelt wurde. 



20 



Beispiel2 



30 



pofiitionicren und xu regulierea Die Schicht kaxm ent- 
weder getrennt ausgebildet werden oder auf die Ober- 
scite der Photopolymerxfihicht I mittals ernes extemen, 
sich drchcnden Abbildungszyllndcr^ ciner Vcrdruokma- 
schme unter Vcrwendung einer Sprflheinrichtung oder 
ciner Plasioaabsdieidung aufgeschichtet werden. Der 
LaserabbQdungskopf wdst erne Bank aus Abtast'Infra- 
rot*Lasem auf« die die Maske entsprecheod den model- 
Ixerten Bpddaten durch das ZufOhren bestimmter W2r- 
meenergiemex;gen an bestinumen SteUen abbilden. 
Nachdem das Abbikien der Maske abgeschlossen ist 
bestcht der nAchste Schiiti im Entfemen der Maske 
Oder der Maske und des Photopolymers v<mi dem Zylin- 
der und im Belicbten der Photopolymerscfaicht mit pe- 
rallelgerichteter oder nicht-parallelgeridiicter UV- 
Strahlung durch die Maske 5. Nach diesem Schritt wird 
die flexographische Platte z. B. in einer liihographischcn 
Druckpresse verwcndet, 

Beispiet I 

Eine Phoiopolymer-Flcxographie-PIaitc des C^d- 
PLSTyps, bcziehbar von DuPoni dc Nemours and 
Compaiyr (Wilmington) wurde mit einer UV-Strahlung 
uber acht Minuten unter einer 5kW-Quecksilber-Kur2- 
bogenlampe unter Venvendung cincs parallelrtchten- 
den Parabolrcflektors bdiditet Die Cyrel-Piatte wurde 
mit iner Direct-Digiial-Thcrmal-Film-Sdjfcht von Ko- 
dak (der Typ. der Informadonshalbcr als "Volcano FHrn" 
bekannt ist) abgedeckt. Die Schicht wurde vorherge* 
hend auf ebem 1Vcndsettcr3244T(von Creo Products ss 
Inc Bumaby, RC, Kanada) mit 3200 dpi und 830 nm 
behchiet In dem TYcndsetter wunkn alle ^len FUdien 
auf dem Maskenfiltn mit 500 mj/cm^ beliditet. Urn die 



Es wurde dem gleichcn Vcrfahreo und Vorgehen wie 
bdmBeispidI gefelgt und zusttzlich wtmlg die Un w , 
brcite f Or eme Aanihcrung an and ere Linicn durch Vcr* 
engen der Linic um cinen Bildpunkt in alien Fillen kor- 
25 rigiert, wo der Abstand rwiachen den Linicn unter 1 mm 
lag. Die Vcrbreitenmg vou Unien an SteUen, wo sic 
nahe zu anderen belichieten StruJcturelcmcnten 10» 11 
verlief en, wurde somit in hohem MaHe verringerL 

PacentansprOcho 

1. Maske znit iichtdurcblissigeo und undurchlassi- 
gtn BcreichcD fi^ ebe Anwcodung beim Belichten 

— dflcs-Bildbertiches-Auf-eiacr-flcxogr^schen' 
Dnickplatte mh abbildendem Licht, wobei die Plat- 
te zum Ausbilden bclichtctcr Bereiche ein auf ab- 
hildendes Licht ansprechendes Photopolymer auf* 
weist, dadurch gektmuekhnef; daB die Maske (S) 
einen liditmodifizierer (9) aufwds^ der relativ zu 
durchllssigen und undurchlissigen Bcreidien zur 
Bellchrungsmodifizierucg und Kompensierung von 
VerzerrungseCTckcen angeordnet isL 

2. Maske nach Anspru^ 1, dadurch gekennzeich- 
aet, dafi der Uchtmodifizicrcr (9) auf der Maske (S) 
im Bereich kleben voneinander gctrennter Struk- 
tunnerkmale (10. 11. 12)angeordnet ist 

Maske nach Ansprucb 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi der Lachtmodifizierer (9) ein verform- 
tes RaiKjteil ist das zwiscben fireien und undurch- 
Usa^gen Bereicfaen zum Kompensieren einer Ver- 
zemmg aufgnmd von Annabcrungseffekten imd/ 
oder im Bereich von Ecken zum Erzeugen ernes 
uDverfbrmten Bikies nach dem Belichten mtt abbil- 
deodem lieht positionierbar ist 

4. Maske nach einem der Anspradie 1 bis 3, da* 
durch gekennzdchnet, daC der Licbtmodifizierer 
(9) ein angepaStsr Bereich zum D9impfen von ab- 
bildendem Licht ist und Anpassungcn aufveist, die 
ausreichend kldn sind. um Jenseits der AuflOsung 
des Photopolymers auf der Platte (I) zu liegen. 

5. Maske nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, dtS der angepaiJt Bereich einc Vcrteilung cti- 
zelner Pizetpunkte (14) ist 
6L Maske nach einem der Ansprllche 1 bis 5, da- 
durch £ekermzeichnet daB die Maske (S) auf der 
Platte (1) eiflstiickig acuagebikiet ist 
7. Maske nach Ansprudi 6, dadurch gekennzelch- 
net, dafi die Maske (5) winncaktivierbar ist 
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8. Ma&kc Bach Anspmch 7. dadurch gekennzeich- 
net, dafl die Wirmt durcb Infrar t-Lasereneme 
bereitgestelltist 

a Maske nach dncm dcr Ansprtchc 1 bij ft da- 
durchgekciinzeichne^daBdieMaske(5)einsiQckig 5 
aa cinw Schicht getrennt von der Platte ?l) aus^e- 
bildetisL 

la Maske nach Anspmch 9. dadurch gekcnnzcich- 

Jiet, daJJ die Schicht winneaktivjerbar isL 

1 1. Maske nach Anspnxch 10, dadurch ^ckennreich- 10 

nfii, daB die WSnne durch Infraroi-Lasercncrgie 

bereitgcstefliisL 

12 Maske nach eineni der Ansprflche I bis I U da- 
durch gekeAnzeicfane^ da£ das abbildende Ucifai im 
Ultravblettbereich liegt 

13, Masks nach ehicm der AnsprQchc I bis 12, da- 
durch gekeimzeichaei, daS der Ucbtmodrfiaaerer 

tin lichtdampfendcs MIttel ist das hiasfchtlich 
der Undurchlissigkeit rwischen den durchiass^gen 
und undurchlflasigen Berekhen liegt. und in ausg©- » 
wihiten Bereichen der Maske (j) sum Kompeosie* 
ren von Verzerrungseffekta und zuxn Emugen 
cincs nicht vcrformten BiUcs nach dem Belichtca 
mil ahbildendem Ltcht positksniert ist 

14, Maske nach Anspnidi U dadrntah gekeaiseich- 25 
net, daS der Uditmodifiriercr (9) cine Verzcmiags- 
wirkung atifgrund dex Nfihe von cincm ereten 
Strukiureiemcnt (10) nahe cmcni rwdten Struktur- 
element (it) kompensierL ' 

1 5, Maike nach Anspmch 14, dadurch gekennzcich- 30 
net. daB dcr [ichtmodifizierer (9) ein verfonntes 
Randteil ist, das zwischcn durchlksaigcn und un- 

durchiassigen Bcrefchen zum Kompensi'eren eincr 

Verzerryng-aufgrund-VOT-^^^Ihtt^^ 
und Bcken posiiionierbar ist, so daS ein nichr vcr- 15 
formtes BUd nach dem Aiissetzen unicx abbUden- 
dem Licht erzeugt wir± 

16, Maske nach Anspruch 13, dadurch gekenntelch- 
net, dafl die Maske (5) integral an der Platte (i) 
ausgebildetist ^ 

17, Maske nach Anspruch 16, dadurch gekennzeich- 
net, daS die Maske (5) wftnneaktlvierbar ist 

IS. Maske nach Anspruch 17, dadurch gekcnnzcich* 
net, daS die Wanne durch Infrarot-Lasercnergie 
bereitgcstelltisL 

la Maske nach Anspnach 17 oder 181, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Dtopfusg des abbOdenden 
Uchtes abhangtg von dcr bcrcitgestelken Wlmc 
variabel ist 

2a Maske nach Anspmch 13rdadurcbgekenn2ekj>- so 

net. daB die Maske (i) integral an emer von der 

Platte (1) getrennten Schicht ausgebildet ist 

21. Maske nach Anspruch 2a dadurch gekennzeicii- 

net, daB die Schicht wfirmeaktivierbar ist 

2Z Maske nach Anspruch 21. dadurch gflkennzeicb' ss 

net, daB die Wirme durch Infrarot-Laserenergie 

bcreitgestelltist. 

23. Maske nach Anspruch 21 oder 22, dadurch gc- 
kennzeichnet, dafi die Dimpfung des abUIdenden 
Uchtcs abhXngig von der bcreitgcsicUten Wfimie eo 
variabel isL 

24. Maske nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich* 
net, daB die Maske (5) cine Verzerrungswirkung 
aufgrund von kleinen isolierten Strukturelemenlen 
(12)koinpensien. 65 

25. Maske nach Anspruch 24, dadurch gekennzdch- 
net daB der UchtiDodifizicrcr (9) eln Ring urn das 
tsolierte Stnikturelemem (12) ist vobei der Ring 
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cine Ultraviolendidiie von etwa 0,2 neben dem 
Stmktarelemcnt (12) aufweist die zum Rand des 
Rings auf 0,1 abninunc 

26. Maske nach Anspruch 25, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Breite des Rings etwa 1 mm hmlgi 

27. Maske nach eincm der vorhergehendcn An- 
sprQchft dadurch gekennzcichnet daB die Schicht 
eine SOberhafidschicht ist 

2a Vcrfahren zum Ausbiiden einer Maske far cine 
photoempfindliche Sexographische Platte mit ei- 
ncm Photopolymer zum Korriglcren von Verzer- 
rungen. aufweisend: 

(a) Bestimmen von Stnikturelementen (10, 11 
i2]t die eine Korrekiur fflr cine Veraemmg 
oder Isolienmg erforderlich machen; 

(b) Ausbiiden von lichimodiftaBrem (9) an dcr 
Maske (5X die fflr die Korrektur erforderlich 
s[Dd:und 

(c) Belichten der Maske (5) mit einer Masken- 
abblldnngtstrahhing(7). 

29, Vcrfahren nach Anspruch 2g, dadurch gekenn- 
zcichnet daB ab lichtmodlfizicrcr (9) modifizicne 
Randteile^die zwiichen durcblSssigen und undurch- 
Iteigen Bcreichen der Maske (S) angcordnct sind, 
zum Kompenslcrcn einer Verzemmg ai^gnind von 
Annflheningscffekten und Ecken vcrgeschen sind 
3a Verfahren nach Anspruch 28 oder 29, dadurch 
gekennzcichnet daB die Lichtmodifizierer (9) va- 
riaUe Dtopfungsmlttel aufwcisen, die um isolierte 
Stnikturelemcnte (12) hcrum angcordnct slnd UDd 
zum Korngieren einer Vcrzerrungdicnca 
3L Vcrfahren nach cincm dcr AnsprCche 28 bis 30, 

dadu rch g ekennzcichnet daB als lichtmodifizierer 

^) erne Vencilung von Pixelpunkien (14) um iso- 
herte Strufcturclemente (12) herum vorgesehen 
wird, for die cine Korrektur hinsichtlich einer Vcr- 
zerrung erforderlich ist wobei die Pixelpunktc (14) 
ausreichcnd klcin sind. um auf dcr photoempfmdli- 
chen flcxographischen Flaite (1) Jenseits der Aufl6- 
sung des Phoiopolymers zu liegen. 
32 Verfahren nach cinam der AnsprOche 28 bis 31, 
wobei die Maske (5) integral mit dcr flexographi- 
schen Platte (t) ausgebiUet wird 
31 Vcrfahren nach eincm der Ansprtiche 28 bis 31, 
dadurch gekennzcichnet daB die Maske (5) auf ei- 
ner Schk*t getrennt von dcr Platte (1) ausgebildei 
wird 
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